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(54) Title: MEDIUM FOR ETCHING OXIDIC TRANSPARENT CONDUCTIVE LAYERS

(54) Bezeichnung: MEDIUM ZUR ATZUNG VON OXIDISCHEN TRANSPARENT LEITFAHIGEN SCHICHTEN

(57) Abstract: The invention relates to a novel dispersible medium for etching doped tin oxide layers with a non-Newtonian flow
behavior in order to etch surfaces during the production of displays and/or solar cells. Also disclosed is the use of said medium. The
inventive medium is provided particularly in the form of particle-free compositions, by means of which selective fine structures can

be etched without damaging or attacking adjacent surfaces.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues dispensierfihiges Medium zur Atzung von dotierten Zinno-
xidschichten mit nichtnewtonschem FlieBverhalten zum Atzen von Oberflichen in der Herstellung von Displays und/oder Solarzel-
len sowie dessen Verwendung. Insbesondere handelt es sich um entsprechende partikelfreie Zusammensetzungen, durch die selektiv
feine Strukturen geidtzt werden kdnnen, ohne angrenzende Flachen zu beschddigen oder anzugreifen.



